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(54) Ionenquelle zum Erzeugen eines Partikelstrahls, Elektrode für eine Ionenquelle sowie 
Verfahren zum Einleiten eines zu ionisierenden Gases in eine Ionenquelle

(57) Eine Ionenquelle (2) zum Erzeugen eines Par-
tikelstrahls umfasst eine Plasmakammer (4) und eine
Elektrode (8) die sich zur Plasmakammer (4) erstreckt.
Ein zu ionisierendes Gas wird über eine Gasleitung in

die Ionenquelle (2) eingeleitet, wobei die Gasleitung (6)
sich über die gesamte Länge der Elektrode (8) parallel
zur Elektrode (8) erstreckt, so dass das Gas in unmittel-
barer Nähe eines Eingangs (4) der Plasmakammer (4)
aus der Gasleitung (6) hinausströmt.
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